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Nanoscale study on adsorption structures of formic acid on Cu(111) 
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ギ酸 (HCOOH) は常温で液体の分子であり、触媒反応で H2と CO2に分解されることから優れ

た水素貯蔵物質として注目を集めている[1]。銅系触媒を用いることで、副反応による CO 生成が

起こらず、選択的に水素が得られる。加えて、その脱水素化物（フォルメート; HCOO）は、銅系

触媒によるメタノール合成における重要な中間生成物であることから[2]、Cu表面上でのギ酸の吸

着構造と反応性は精力的に研究されてきた。Cu(111)表面上のギ酸については、加熱温度に応じて

複数の吸着種が存在することが知られているが[3-5]、その包括的な理解には至っていない。 

本研究では、走査トンネル顕微鏡 (STM) 、原子間力顕微鏡 (AFM)、および反射赤外吸収分光

(RAIRS) を用いてギ酸を吸着させた Cu(111) 表面を測定した。低温 (78 K) にてギ酸が水素結合

によるアイランドを形成するところから、高温 (500 K) でギ酸が分解されて表面から脱離するま

での表面吸着種を系統的に調べた。いずれの吸着種もクラスターやチェーンといった分子集合体

として観察されており、分子間相互作用がこの表面反応に重大な影響を及ぼすことが示唆された。 
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Fig. 1: (a) 150 K にアニールした HCOOH/Cu(111)の STM像。(b) (a)を含む広域の STM像。 

78 K で吸着したギ酸はジグザグ模様のアイランドを形成するが[(a)の中央部]、~150 K に加

熱することでチェーン構造が形成され、支配的になった[(b)の右部・下部]。 
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